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1. 研究背景・目的 

近年，大気圧プラズマ（atmospheric-pressure 

plasma; APP）を用いた多くの革新的な治療効果が

報告されている．この治療効果は，プラズマが生成

する反応性の高い活性種によって引き起こされてい

ることが多い．実際，我々の先行研究によって，プ

ラズマ照射に起因する短時間かつ高ドーズなOHラ

ジカル供給が，細胞を死滅させることなく効率的に

薬物を送達するための重要な因子であることが示さ

れている1)．しかし，プラズマ照射により生成され

るOHラジカルは，液相中に空間的に均一に分布して

おらず，正確な分布測定が極めて困難である．本研

究では，プラズマ照射した生理食塩水中のOHラジカ

ルの空間分布を測定した． 

 

2. 実験方法 

加湿したヘリウムガスを用いて大気圧プラズマを

生成し，生理食塩水に照射した．プラズマ照射中の

OH ラジカル供給の空間分布を測定するために，テ

レフタル酸（TA）を含有するゲル化プローブを使用

した． TA が電離することにより生成されるテレフ

タル酸イオン（TA2-）は，OH ラジカルと反応して，

蛍光を発する物質である 2-ヒドロキシテレフタル

酸イオン（HTA2-）を生成する．したがって，TA ゲルの蛍光分布は、ゲル表面に供給された OH ラジカ

ルの分布に対応する．液厚み（h）が制御された生理食塩水を，室温で TA ゲル上に添加した後，プラズ

マ照射した．(図 1） 

 

3. 実験結果 

図 2 に，液厚み h = 0.3, 0.5, 0.6mm においてプラズマ照射した後の TA ゲル蛍光（OHラジカル供給量）

の径方向プロファイルを示す．液厚みが増加するにつれて，蛍光強度は減少した．この結果は，プラズ

マ照射による OH ラジカル供給が液深さとともに急激に減少し，液体表面付近（0.6mm 未満）に限定さ

れることを示している．また，h = 0.3mm において OH ラジカルは直径 5 mm 程度と，直径 2mm 程度の

プルーム直径と比べても広い範囲に供給されていた．これは，液面上部近傍で放電が径方向に広がるこ

とに由来すると考えられる． 

講演では，生理食塩水に含まれる物質が OH 供給分布に与える影響についても議論する． 
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図 1.(a) 実験の概略図 (b) プラズマ照射後の 

TA ゲルの典型的な蛍光図． 
 

図 2. 各液厚みでプラズマ照射した後の 

TA ゲル蛍光の径方向プロファイル． 


